
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一般式（Ｉ）
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（式中、Ｒ 1は－ＣＨ 2－又は－ＣＨ 2ＣＨ 2ＣＯＯＣＨ 2－を表わし、Ｒ 2は、炭素原子数４
～２０の直鎖状及び／又は分岐状のアルキル基を表し、Ｒ 3は炭素原子数２～２０の直鎖
状及び／又は分岐状の脂肪族基を表わし、Ｒ 4及びＲ 5は－Ｈ又は－ＣＨ 3を表わし、Ｘは
－ＣＨ 2－、エーテル結合、又はエステル結合を表わし、Ｙはエーテル結合又はエステル
結合を表わし、ｎは２～４の整数を表わし、ｐ及びｑは０又は１を表わす。）で表わされ
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る側鎖型ラジカル重合性化合物。
【請求項２】
　前記一般式（Ｉ）において、ｐ＝０及びｑ＝１である請求項１記載の側鎖型ラジカル重
合性化合物。
【請求項３】
　前記一般式（Ｉ）において、ｐ＝１及びｑ＝０である請求項１記載の側鎖型ラジカル重
合性化合物。
【請求項４】
　電極層を有する少なくとも一方が透明な２枚の基板と、これらの基板間に支持された液
晶材料及び透明性高分子物質からなる調光層を有する液晶デバイスにおいて、透明性高分
子物質が、一般式（Ｉ’）
【化２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（式中、Ｒ 1は－ＣＨ 2－又は－ＣＨ 2ＣＨ 2ＣＯＯＣＨ 2－を表わし、Ｒ 2は、炭素原子数４
～２０の直鎖状及び／又は分岐状のアルキル基を表し、Ｒ 3は炭素原子数２～２０の直鎖
状及び／又は分岐状の脂肪族基を表わし、Ｒ 4及びＲ 5は－Ｈ又は－ＣＨ 3を表わし、Ｘは
－ＣＨ 2－、エーテル結合、又はエステル結合を表わし、Ｙはエーテル結合又はエステル
結合を表わし、ｎは２～４の整数を表わし、ｐ及びｑは０又は１を表わす。）で表わされ
る側鎖型ラジカル重合性化合物を含有する重合性組成物を重合してなる高分子物質である
ことを特徴とする液晶デバイス。
【請求項５】
　液晶材料の連続層中に３次元網目状の透明性高分子から成る調光層を有する 記
載の液晶デバイス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、大面積になし得る液晶デバイスに関するものであって、更に詳しくは、視野の
遮断、開放及び明かりもしくは照明光の透過制限、遮断、透過を電気的又は熱的に操作で
き、建築物の窓や、ショーウィンドウなどで視野遮断のスクリーンや、採光コントロール
のカーテンに利用や、文字や図形を表示し、高速応答性を以って電気的に表示を切り換え
ることによって、広告板や装飾表示板や、時計、コンピューター末端の表示装置、プロジ
ェクションの表示装置として利用される液晶デバイスに関する。
【０００２】
【従来の技術】
偏光板及び配向処理を必要とせず、明るくコントラストの良い大型で廉価な液晶デバイス
として、特表昭５８－５０１６３１号公報等には、液晶のカプセル化によりポリマー中に
液晶を分散させて、フィルム化したものを調光層に用いた液晶デバイスが開示され、また
、特開平１－１９８７２５号公報には、液晶材料の連続層中に三次元網目状の透明性高分
子物質を介在させたものを調光層に用いた液晶デバイスが開示されている。これらの中で
も、後者の液晶デバイスは、しきい値電圧を示し、駆動電圧を低電圧化できることことか
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ら、大型で廉価な表示材料として注目されている。
【０００３】
しかしながら、後者の液晶デバイスは、その駆動電圧が低電圧であるといえども、その駆
動しうる電圧の範囲は１０～３０Ｖであり、汎用の液晶表示装置駆動用のＩＣドライバー
を使用するには極めて困難であった。
【０００４】
この問題点を解決するために、特開平６－３２７６１号公報には、三次元網目状の透明性
高分子物質として、一般式（ IV）
【０００５】
【化４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０００６】
（式中、Ｒ 6及びＲ 7はそれぞれ独立的に脂肪族基、脂環族基、芳香族基、複素環基又はそ
れらの置換体を表わし、Ｒ 8は－Ｈ又は－ＣＨ 3を表わし、Ｘは－Ｏ－又は－ＣＯＯ－を表
わし、Ｙは－Ｏ－、－ＣＯＯ－又は環を形成していても良い－Ｎ－を表わし、ｎは２～４
の整数を表わす。）
で表わされる側鎖型重合性化合物を含有する重合性組成物からなる重合物を用いた液晶デ
バイスが提案されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特開平６－３２７６１号公報に記載の液晶デバイスは、低電圧駆動が可能
であったが、まだ十分でなく、たま、低温域において電気光学特性が悪化するという問題
点があった。
【０００８】
本発明が解決しようとする課題は、十分な低電圧駆動性を有し、高コントラストで、低温
域における電気光学特性が改善された液晶デバイスを提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは上記課題を解決するために、液晶デバイスの調光層に使用する重合性組成物
について鋭意検討した結果、調光層の透明性高分子物質として、特定の構造を有する側鎖
型ラジカル重合性化合物を含有するラジカル重合性組成を重合してなる高分子物質を用い
た液晶デバイスが、低電圧駆動、高急峻性、高コントラストを示し、かつ、温度による特
性変化が小さいことを見い出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
即ち、本発明は上記課題を解決するために、（１）一般式（Ｉ）
【００１１】
【化５】
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【００１２】
（式中、Ｒ 1 は－ＣＨ 2－又は－ＣＨ 2ＣＨ 2ＣＯＯＣＨ 2－を表わし、

Ｒ 4及び
Ｒ 5は－Ｈ又は－ＣＨ 3 を表わし、Ｘは  －ＣＨ 2－、エーテル結合、又はエステル結合を
表わし、Ｙはエーテル結合又はエステル結合を表わし、ｎは２～４の整数を表わし、ｐ及
びｑは０又は１を表わす。）で表わされる側鎖型ラジカル重合性化合物、
【００１３】
（２）一般式（ II）
【００１４】
【化６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１５】
（式中、Ｒ 1 は－ＣＨ 2－又は－ＣＨ 2ＣＨ 2ＣＯＯＣＨ 2－を表わし、

Ｒ 4及び
Ｒ 5は－Ｈ又は－ＣＨ 3 を表わし、Ｘは  －ＣＨ 2－、エーテル結合、又はエステル結合を
表わし、Ｙはエーテル結合又はエステル結合を表わし、ｎは２～４の整数を表わす。）で
表わされる一般式（Ｉ）におけるｐ＝０及びｑ＝１である上記（１）記載の側鎖型ラジカ
ル重合性化合物、
【００１６】
（３）一般式（ III）
【００１７】
【化７】
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Ｒ 2は、炭素原子数
４～２０の直鎖状及び／又は分岐状のアルキル基を表し、Ｒ 3は脂肪族基を表し、

Ｒ 2は、炭素原子数
４～２０の直鎖状及び／又は分岐状のアルキル基を表し、Ｒ 3は脂肪族基を表し、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１８】
（式中、Ｒ 1 は－ＣＨ 2－又は－ＣＨ 2ＣＨ 2ＣＯＯＣＨ 2－を表わし、

Ｒ 4及び
Ｒ 5は－Ｈ又は－ＣＨ 3 を表わし、Ｘは  －ＣＨ 2－、エーテル結合、又はエステル結合を
表わし、Ｙはエーテル結合又はエステル結合を表わし、ｎは２～４の整数を表わす。）で
表わされる一般式（Ｉ）におけるｐ＝１及びｑ＝０である上記（１）記載の側鎖型ラジカ
ル重合性化合物、
【００１９】
（４）エポキシ基を有する化合物と（メタ）アクリロイル基を有するカルボン酸から成る
エポキシアクリレートと、カルボン酸又はカルボン酸クロライドとの反応生成物である上
記（１）、（２）又は（３）記載の側鎖型ラジカル重合性化合物、
【００２０】
（５）Ｒ 2  が炭素原子数４～２０の飽和アルキル基である上記（１）、（２）、（３）又
は（４）記載の側鎖型ラジカル重合性化合物、
【００２１】
（６）電極層を有する少なくとも一方が透明な２枚の基板と、これらの基板間に支持され
た、液晶材料（Ｂ）及び透明性高分子物質からなる調光層で構成する液晶デバイスにおい
て、透明性高分子物質が、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【００２２】
（７）液晶材料の連続層中に３次元網目状の透明性高分子から成る調光層を有する上記（
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Ｒ 2は、炭素原子数
４～２０の直鎖状及び／又は分岐状のアルキル基を表し、Ｒ 3は脂肪族基を表し、

一般式（Ｉ’）

（式中、Ｒ 1 は－ＣＨ 2－又は－ＣＨ 2ＣＨ 2ＣＯＯＣＨ 2－を表わし、Ｒ 2及びＲ 3は各々独
立的に脂肪族基、環状脂肪族基、芳香族基又はそれらの置換体を表わし、Ｒ 4及びＲ 5は－
Ｈ又は－ＣＨ 3 を表わし、Ｘは  －ＣＨ 2－、エーテル結合、又はエステル結合を表わし、
Ｙはエーテル結合又はエステル結合を表わし、ｎは２～４の整数を表わし、ｐ及びｑは０
又は１を表わす。）で表わされる側鎖型ラジカル重合性化合物を含有する重合性組成物を
重合してなる高分子物質である液晶デバイス。



６）記載の液晶デバイス、
を提供する。
【００２３】
【発明の実施の形態】
本発明の一般式（Ｉ）で表わされる化合物は、ｐ及びｑの値によって製造方法が異なるの
で、ｐ及びｑの値が異なる化合物を表わす一般式（ II）及び一般式（ III）で表わされる
化合物に大別して、その製造方法を説明する。
【００２４】
（１）一般式（Ｉ）においてｐ＝０及びｑ＝１である一般式（ II）の化合物
一般式（ II）で表わされる側鎖型重合性化合物は、例えば、多価エポキシ基を有する化合
物（ａ）と、エポキシ基と反応し得る活性水素を有するラジカル重合性化合物（ｂ）とを
反応させ、更に、生成した水酸基と、水酸基と反応し得る基を有する化合物（ｃ）とを反
応させることにより容易に合成することができるが、具体的には、以下の通りである。
【００２５】
（１－１）Ｘがエーテル結合で、Ｙがエステル結合である場合
ネオペンチルグリコージグリシジルエーテル、ビスフェノールＡジグリシジルエーテル、
１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル等の多価グリシジルエーテル化合物（ａ
－１）に、（メタ）アクリル酸、アクリル酸ダイマー等のアクリル基含有カルボン酸（ｂ
－１）をグリシジル基１当量に対し１．１当量を加え、トリフェニルフォスフィン、Ｎ，
Ｎ－ジメチルベンジルアミン等を触媒として、８０～１２０℃の条件下で反応させること
によって、水酸基を有するラジカル重合性化合物を製造する。この反応においては、反応
温度が１２０℃以上となるとアクリル基が重合してしまう恐れがあるので、できるだけ低
温で行なうことが好ましい。
【００２６】
次に、この水酸基を有するラジカル重合性化合物の水酸基１当量に対して１．２当量のカ
プリル酸、カプリン酸、ラウリン酸、シクロヘキサンカルボン酸、安息香酸などのモノカ
ルボン酸（ｃ－１）及びこれらの酸塩化物（ｃ－２）を反応させることにより、側鎖型ラ
ジカル重合性化合物を製造する。この反応において、カルボン酸（ｃ－１）を使用する場
合は、水酸基を有するラジカル重合性化合物の水酸基１当量に対して１．２当量のカルボ
ン酸及びジシクロヘキシルカルボジイミドを加え、ジメチルアミノピリジンを触媒として
、無水トルエン下、室温で１昼夜反応させることにより、側鎖型ラジカル重合性化合物を
製造することができる。この反応は公知であり高い収率が得られる。この反応に関する参
考文献としては、ビー・ネイセス（ B.Neises）、ダブリュー・ステイグリッヒ（ W.Stegli
ch）による「アンゲワァンデテ・ケミー・インターナショナル・エディション・イン・イ
ングリッシュ（ Angewandte Chemie International Edition in English）第 17巻第 522頁
（ 1978年）、  丹羽、小川、山田による「テトラヘドロン・レターズ（ Tetrahedron Lett.
）  第 30巻第 4985頁（ 1989年）等が挙げられる。一方、酸塩化物（ｃ－２）を使用する場
合は、水酸基を有するラジカル重合性化合物の水酸基１当量に対して１．１当量の酸塩化
物及び１．１当量のトリエチルアミンを加え、無水イソプロピルエーテル下で４時間環流
させることにより側鎖型ラジカル重合性化合物を製造することができる。
【００２７】
（１－２）Ｘがエステル結合で、Ｙがエステル結合である場合
長鎖二塩基酸のジグリシジルエステル（商品名ＩＰＳ－２２Ｇ、岡村製油社製）、ダイマ
ー酸ジグリシジルエステル、セバシン酸ジグリシジルエステル等の多価グリシジルエステ
ル化合物（ａ－２）に、（メタ）アクリル酸、アクリル酸ダイマー等のアクリル基含有カ
ルボン酸（ｂ－１）を、グリシジル基１当量に対して１．１当量を加え、トリフェニルフ
ォスフィンやＮ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン等を触媒として、８０～１２０℃の条件下
で反応させて水酸基を有するラジカル重合性化合物を製造する。次に、水酸基を有するラ
ジカル重合性化合物を上記（１－１）と同様にして、カルボン酸（ｃ－１）及びカルボン
酸塩化物（ｃ－２）と反応させることにより側鎖型ラジカル重合性化合物を製造すること
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ができる。
【００２８】
（１－３）Ｘがエーテル結合で、Ｙがエーテル結合である場合
上記（１－１）と同様に、多価グリシジルエーテル化合物（ａ－１）に、（メタ）アクリ
ル酸、アクリル酸ダイマー等のアクリル基含有カルボン酸（ｂ－１）をグリシジル基１当
量に対し１．１当量を加え、トリフェニルフォスフィン、Ｎ，Ｎ－ジメチルベンジルアミ
ン等を触媒として、８０～１２０℃の条件下で反応させることによって、水酸基を有する
ラジカル重合性化合物を製造する。
【００２９】
次に、この水酸基を有するラジカル重合性化合物の水酸基１当量に対して１．５当量の塩
化ドデシル、塩化ラウリル、塩化オクチル等の塩化アルキル（ｃ－３）及び水酸基含有ラ
ジカル重合性化合物の水酸基と同当量の水酸化ナトリウムを加え、テトラ－ｎ－ブチルア
ンモニウムブロマイドを触媒として、無水トルエン下でオイルバスで６０℃に保ちながら
４時間反応させることによって側鎖型ラジカル重合性化合物を製造することができる。
【００３０】
（１－４）Ｘが－ＣＨ 2－で、Ｙがエステル結合である場合
上記（１－１）において、多価グリシジルエーテル化合物（ａ－１）に代えて、１，２，
３，４－ジエポキシブタン、１，２，７，８－ジエポキシオクタン等のエポキシ化合物（
ａ－３）を用いる以外は上記（１－１）と同様にして側鎖型ラジカル重合性化合物を製造
することができる。
【００３１】
（１－５）Ｘが－ＣＨ 2－で、Ｙがエーテル結合である場合
上記（１－３）において、多価グリシジルエーテル化合物（ａ－１）に代えて、１，２，
３，４－ジエポキシブタン、１，２，７，８－ジエポキシオクタン等のエポキシ化合物（
ａ－３）を用いる以外は上記（１－３）と同様にして側鎖型ラジカル重合性化合物を製造
することができる。
【００３２】
（２）一般式（Ｉ）においてｐ＝１及びｑ＝０である一般式（ III）の化合物
一般式（ III）で表わされる側鎖型ラジカル重合性化合物は、モノエポキシ基を有する化
合物（ａ′）と、エポキシ基と反応し得る活性水素を有するラジカル重合性化合物（ｂ）
とを反応させ、更に、生成した水酸基と、水酸基と反応し得る基を１分子中に２以上有す
る化合物（ｃ′）とを反応させることにより容易に製造することができるが、具体的には
、以下の通りである。
【００３３】
（２－１）Ｘがエステル結合でＹがエーテル結合である場合
ブチルグリシジルエーテル、セチルグリシジルエーテル、ステアリルグリシジルエーテル
、フェニルグリシジルエーテル等のモノグリシジルエーテル化合物（ａ－４）に、（メタ
）アクリル酸、アクリル酸ダイマー等のアクリル基含有カルボン酸（ｂ－１）を、グリシ
ジル基１当量に対し１．１当量を加え、トリフェニルフォスフィン、Ｎ，Ｎ－ジメチルベ
ンジルアミン等を触媒として、８０～１２０℃で反応させて、水酸基を有するラジカル重
合性化合物を製造する。
【００３４】
次に、この水酸基を有するラジカル重合性化合物の水酸基１当量に対して１．２当量のセ
バシン酸、アジピン酸、テレフタル酸、ダイマー酸等の多価カルボン酸（ｃ－４）及びこ
れらの酸塩化物（ｃ－５）を反応させることにより、側鎖型ラジカル重合性化合物を製造
することができる。カルボン酸を使用する場合、水酸基を有するラジカル重合性化合物に
水酸基１当量に対して１．２当量のカルボン酸及びジシクロヘキシルカルボジイミドを加
え、ジメチルアミノピリジンを触媒として、無水トルエン下、室温で１昼夜反応させる。
この反応は公知であり、高い収率が得られる。また、酸塩化物を使用する場合、水酸基を
有するラジカル重合性化合物に、水酸基１当量に対して１．１当量の酸塩化物及び１．１
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当量のトリエチルアミンを加え、無水イソプロピルエーテル下で４時間環流させることに
より、側鎖型ラジカル重合性化合物を製造することができる。
【００３５】
（２－２）Ｘがエステル結合で、Ｙがエステル結合である場合
ラウリル酸グルシジルエステル、シクロヘキサンカルボン酸グリシジルエステル、ミリス
チル酸グリシジルエステル等のモノグリシジルエステル化合物（ａ－５）に、（メタ）ア
クリル酸、アクリル酸ダイマー等のアクリル基含有カルボン酸（ｂ－１）を、グリシジル
基１当量に対し１．１当量を加え、トリフェニルフォスフィン、Ｎ，Ｎ－ジメチルベンジ
ルアミン等を触媒として、８０～１２０℃の条件下で反応させて水酸基を有するラジカル
重合性化合物を製造する。
【００３６】
次に、水酸基を有するラジカル重合性化合物を、上記（２－１）と同様にして、カルボン
酸（ｃ－４）又はカルボン酸塩化物（ｃ－５）と反応させることにより、側鎖型ラジカル
重合性化合物を製造することができる。
【００３７】
（２－３）Ｘがエーテル結合で、Ｙがエーテル結合である場合
上記（２－１）と同様にして、モノグリシジルエーテル化合物（ａ－４）に、（メタ）ア
クリル酸、アクリル酸ダイマー等のアクリル基含有カルボン酸（ｂ－１）を、グリシジル
基１当量に対し１．１当量を加え、トリフェニルフォスフィン、Ｎ，Ｎ－ジメチルベンジ
ルアミン等を触媒として、８０～１２０℃で反応させて、水酸基を有するラジカル重合性
化合物を製造する。反応温度が１２０℃よりも高くなると、アクリル基が重合してしまう
恐れがあるので、この反応は、できるだけ低温で行なうことが好ましい。
【００３８】
次に、水酸基を有するラジカル重合性化合物の水酸基１当量に対して１．５当量の１，４
－ジクロロブタン、１，６－ジクロロヘキサン等の塩化化合物（ｃ－６）及び水酸基を有
するラジカル重合性化合物の水酸基と同当量の水酸化ナトリウムを加え、テトラ－ｎ－ブ
チルアンモニウムブロマイドを触媒として、無水トルエン下でオイルバスで６０℃に保ち
ながら４時間反応させることによって、側鎖型ラジカル重合性化合物を製造することがで
きる。
【００３９】
（２－４）Ｘがエステル基で、Ｙが－ＣＨ 2－である場合
上記（２－１）において、モノグリシジルエーテル化合物（ａ－４）に代えて、１，２－
エポキシヘキサン、１，２－エポキシデカン、長鎖アルキル基のエポキシ化合物（商品名
ＡＯＥＸ２４、ＡＯＥＸ６８、ダイセル化学社製）等のエポキシ化合物（ａ－６）を用い
る以外は、上記（２－１）と同様にして側鎖型ラジカル重合性化合物を製造することがで
きる。
【００４０】
（２－５）Ｘがエステル基で、Ｙが－ＣＨ 2－である場合
上記（２－３）において、モノグリシジルエーテル化合物（ａ－４）に代えて、１，２－
エポキシヘキサン、１，２－エポキシデカン、長鎖アルキル基のエポキシ化合物（商品名
ＡＯＥＸ２４、ＡＯＥＸ６８、ダイセル化学社製）等のエポキシ化合物（ａ－６）を用い
る以外は、上記（２－３）と同様にして側鎖型ラジカル重合性化合物を製造することがで
きる。
【００４１】
上記反応において使用する多価エポキシ基を有する化合物（ａ）としては、上記の他に、
（メチル）エピクロルヒドリンと多価アルコール及び多価フェノールとの反応により製造
することができ、あるいは不飽和基を有する化合物を過酸化水素、過酢酸、メタクロロ過
安息香酸等で酸化することにより製造することができる。より具体的には、（メチル）エ
ピクロルヒドリンと、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ及びそのエチレンオキサイド
、プロピレンオキサイド変性物などとから合成されるエピビス型のエポキシ樹脂；フェノ
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ール、ビフェノールなどと、（メチル）エピクロルヒドリンとの反応物；テレフタル酸、
イソフタル酸、ピロメリット酸の芳香族（メチル）グリシジルエステル化合物などが挙げ
ることができる。また、（ポリ）エチレングリコール、（ポリ）プロピレングリコール、
（ポリ）ブチレングリコール、（ポリ）テトラメチレングリコール、ネオペンチルグリコ
ールなどのグリコール類、トリメチロールプロパン、トリメチロールエタン、グリセリン
、ジグリセリン、エリスリトール、ペンタエリスリトール、ソルビトール、１，４－ブタ
ンジオール、１，６－ヘキサンジオールなどの脂肪族多価アルコールと、（メチル）エピ
クロルヒドリンとの反応生成物であるグリシジルエーテル化合物；アジピン酸、セバシン
酸、マレイン酸、イタコン酸、長鎖二塩基酸などの多価カルボン酸の脂肪族（メチル）グ
リシジルエステル化合物；１，２，７，８－ジエポキシオクタン、３、９ージビニルスピ
ロ（ｍ－ジオキサン）ジエポキシドなどが挙げられる。
【００４２】
また、上記反応において使用する水酸基と反応しうる基を有する化合物（ｃ）としては、
ハロゲン化物、カルボン酸、カルボン酸塩化物等が挙げられる。具体的な化合物としては
、ギ酸、酢酸、酪酸、カプリル酸、カプロン酸、ラウリル酸、ステアリン酸、シクロヘキ
サンカルボン酸、ミリスチル酸、イソステアリン酸、パルミチン酸、２－エチルヘキサン
酸、２－デシルドデカン酸、２－ドデシルテトラデカン酸、３－ペンチルオクタン酸、３
－ヘプチルデカン酸、３－ノニルドデカン酸、安息香酸、ｐ－トルイル酸、α－フェニル
酪酸等のカルボン酸及びこれらの酸塩化物、ミリスチルクロライド、ラウリルクロライド
、ステアリルクロライド等のハロゲン化物が挙げられる。
【００４３】
上記反応において使用するモノエポキシ基を有する化合物（ａ′）としては、例えば、カ
プリル酸、ミリスチル酸、ラウリル酸、ステアリル酸、イソステアリル酸等の脂肪族カル
ボン酸の（メチル）グリシジルエステル；安息香酸等の芳香族カルボン酸の（メチル）グ
リシジルエステル；ブチル（メチル）クリシジルエーテル、セチル（メチル）グリシジル
エーテル、ステアリル（メチル）グリシジルエーテル、モルホリノ（メチル）グリシジル
エーテル、２－エチルヘキシル（メチル）グリシジルエーテル、フェニル（メチル）グリ
シジルエーテル等のグルシジルエーテル；長鎖アルキル基のエポキシ化合物である「ＡＯ
ＥＸ２４」、「ＡＯＥＸ６８」（ダイセル化学社製）などが挙げられる。
【００４４】
上記反応において使用する水酸基と反応し得る基を１分子中に２以上有する化合物（ｃ′
）としては、例えば、アジピン酸、セバシン酸、テレフタル酸、ピロメリット酸、マレイ
ン酸、長鎖二塩基酸、ダイマー酸及びこれらの酸塩化物等が挙げられる。
【００４５】
本発明の側鎖型ラジカル重合性化合物は、上記の方法で合成することができるが、低駆動
電圧や高散乱性などの光学特性の点からより好ましくは、側鎖Ｒ 2が炭素原子数４～２０
の直鎖状及び分岐状のアルキル基である２官能体の（メタ）アクリルエステルモノマーが
より好ましい。
【００４６】
本発明の液晶デバイスは、透明性高分子物質と液晶材料からなる調光層を有する。液晶デ
バイスの調光層は、該透明性高分子物質が、液晶材料中に粒子状、繊維状に分散するもの
でも良く、また、液晶材料を透明性高分子物質中に液滴状に分散させたものでも良いが、
液晶材料の連続層中に三次元網目状構造の透明性高分子物質を形成したものが好ましい。
これらの種類の調光層を有する液晶デバイスは、調光層形成材料となる液晶及びラジカル
重合性組成物（Ａ）の種類及びその比率、更に重合条件等により作り分けることが可能で
ある。
【００４７】
本発明の液晶デバイスは、例えば、電極層を有する少なくとも一方が透明な２枚の基板の
間に、本発明の側鎖型ラジカル重合性化合物を含有するラジカル重合性組成物（Ａ）及び
液晶材料（Ｂ）を含有する調光層形成材料を挟持した後、調光層形成材料に熱又は活性エ
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ネルギー線を照射することによって、ラジカル重合性組成物（Ａ）を重合させ、液晶材料
（Ｂ）及び透明性高分子物質からなる調光層を形成させることによって製造することがで
きる。
【００４８】
透明性高分子物質は、堅固なものに限らず、目的に応じ得る限り、可撓性、柔軟性、弾性
を有するものであっても良い。
【００４９】
ラジカル重合性組成物（Ａ）を重合して形成される透明性高分子物質は、本発明の側鎖型
ラジカル重合性化合物のみでも十分であるが、より低い駆動電圧を得る目的で、その他の
ラジカル重合性化合物と併用しても良い。そのようなラジカル重合性化合物としては、例
えば、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル
（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレ
ート、イソミリスチル（メタ）アクリレート、イソステアリル（メタ）アクリレート、メ
トキシエチル（メタ）アクリレート、エトキシエチル（メタ）アクリレート、メチルカル
ビトール（メタ）アクリレート、エチルカルビトール（メタ）アクリレート、シクロヘキ
シル（メタ）アクリレート、イソボロニル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシエチル
（メタ）アクリレート、フェノキシ（メタ）アクリレート、メトキシジプロピレングリコ
ール（メタ）アクリレート、トリフルオロエチル（メタ）アクリレート、ジメチルアミノ
（メタ）アクリレート、モルホリノエチル（メタ）アクリレート、トリエチレングリコー
ルジ（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、１，６
－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、エピクロルヒドリン変性１，６－ヘキサン
ジオールジ（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニルジ（メタ）アクリレート、ビスフ
ェノールＡジ（メタ）アクリレート、エピクロルヒドリン変性ビスフェノールＡジ（メタ
）アクリレート、ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート、プロピレンオキサイド変性
ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート、１，４－ブタンジオールジ（メタ）アクリレ
ート、１，９－ノナンジオールジ（メタ）アクリレート、３，３－ジメチロールペンタン
ジ（メタ）アクリレート、３，３－ジメチロールヘプタンジ（メタ）アクリレート、トリ
メチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、エチレンオキサイド変性トリメチロール
プロパントリ（メタ）アクリレート、プロピレンオキサイド変性トリメチロールプロパン
トリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエ
リスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールテトラ（メタ）アク
リレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート等のアクリルエステルモ
ノマーやＮ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルアクリルア
ミド、等のアクリルアミド化合物が挙げられる。
【００５０】
液晶材料（Ｂ）は、単一の液晶性化合物や、２種以上の液晶性化合物や液晶性化合物以外
の物質も含んだ混合物であっても良く、通常この技術分野で液晶材料として認識されるも
のであれば良く、そのうちの正の誘電率異方性を有するものが好ましい。用いられる液晶
としては、ネマチック液晶、スメクチック液晶、コレステリック液晶が好ましく、特にネ
マチック液晶が好ましい。また、その性能を改善するために、コレステリック液晶、カイ
ラルネマチック液晶、カイラルスメクチック液晶等、カイラル化合物等が適宜含まれてい
ても良い。
【００５１】
液晶材料（Ｂ）は、以下に示した化合物群より構成される配合組成物であり、液晶材料の
特性、即ち、等方性液体と液晶の相転移温度、融点、粘度、複屈折率、誘電異方性（Δε
）を考慮し、又は重合性組成物等との溶解性等を調節するこを目的として適宜選択、配合
して用いることができる。
【００５２】
液晶材料（Ｂ）としては、安息香酸エステル系、シクロヘキサンカルボン酸エステル系、
ビフェニル系、ターフェニル系、フェニルシクロヘキサン酸系、ビフェニルシクロヘキサ
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ン酸系、ピリミジン系、ジオキサン系、シクロヘキサンシクロヘキサンエステル系、トラ
ン系、アルケニル系、フルオロ系等の各種液晶化合物が用いられる。
【００５３】
そのような液晶化合物としては、例えば、４－置換安息香酸４’－置換フェニルエステル
、４－置換シクロヘキサンカルボン酸４’－置換フェニルエステル、４－置換シクロヘキ
サンカルボン酸４’－置換ビフェニルエステル、４－（４－置換シクロヘキサンカルボニ
ルオキシ）安息香酸４’－置換フェニルエステル、４－（４－置換シクロヘキシル）安息
香酸４’－置換フェニルエステル、４－（４－置換シクロヘキシル）安息香酸４’－置換
シクロヘキシルエステル、４－置換４”－置換ターフェニル、４－置換ビフェニル４’－
置換シクロヘキサン、２－（４－置換フェニル）－５－置換ピリミジン等が挙げられる。
【００５４】
調光層中の液晶材料（Ｂ）の含有量は、５０～９９重量％の範囲が好ましく、６０～９０
重量％の範囲が特に好ましい。
【００５５】
ラジカル重合性組成物（Ａ）の重合手段としては、熱、紫外線などの活性エネルギー線が
挙げられる。熱重合による場合は、重合開始剤（Ｃ）として熱重合開始剤（Ｃ１）が必要
であり、熱重合開始剤（Ｃ１）としては、例えば、ベンゾイルパーオキサイド、２，４－
ジクロロベンゾイルパーオキサイド、１，１－ジ（ターシャリーブチルパーオキシ）－３
，３，５－トリメチルシクロヘキサン、ｎ－ブチル－４，４’－ジ（ターシャリーブチル
パーオキシ）バレレート、ジクミルパーオキサイドの如き過酸化物類；７－アゾビスイソ
ブチルニトリルの如きアゾ化合物類；テトラメチルチウラムジスルフィド等が挙げられる
。
【００５６】
また、活性エネルギー線を用いて重合させる場合は、製造工程が容易であるので好ましい
。活性エネルギー線として紫外線を用いる場合には、重合開始剤（Ｃ）として光重合開始
剤（Ｃ２）をラジカル重合性組成物（Ａ）中に添加することが通常必要である。光重合開
始剤（Ｃ２）としては、分子内結合開裂型と分子内水素引き抜き型の２種に大別できる。
前者の例としては、ジエトキシアセトフェノン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェ
ニルプロパン－１－オン、ベンジルジメチルケタール、１－（４－イソプロピルフェニル
）－２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン－１－オン、４－（２－ヒドロキシエトキシ）
フェニル－（２－ヒドロキシ－２－プロピル）ケトン、１－ヒドロキシシクロヘキシル－
フェニルケトン、２－メチル－２－モルホリノ（４－チオメチルフェニル）プロパン－１
－オン、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノフェニル）－ブタノ
ン等のアセトフェノン系；ベンゾイン、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイ
ソブチルエーテル等のベンゾイン系；２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルホス
フィンオキサイド等のアシルホスフィンオキサイド系；ベンジル、メチルフェニルグリオ
キシエステル等があげられる。一方、後者の例としては、ベンゾフェノン、ο－ベンゾイ
ル安息香酸メチル、４－フェニルベンゾフェノン、４，４′－ジクロロベンゾフェノン、
ヒドロキシベンゾフェノン、４－ベンゾイル－４′－メチル－ジフェニルサルファイド、
アクリル化ベンゾフェノン、３，３′，４，４′－テトラ（ｔ－ブチルパーオキシカルボ
ニル）ベンゾフェノン、３，３′－ジメチル－４－メトキシベンゾフェノン等のベンゾフ
ェノン系；２－イソプロピルチオキサントン、２，４－ジメチルチオキサントン、２，４
－ジエチルチオキサントン、２，４－ジクロロチオキサントン等のチオキサントン系；ミ
ヒラーケトン、４，４′－ジエチルアミノベンゾフェノン等のアミノベンゾフェノン系；
１０－ブチル－２－クロロアクリドン、２－エチルアンスラキノン、９，１０－フェナン
スレンキノン、カンファーキノンなどが挙げられる。
【００５７】
重合開始剤（Ｃ）の添加量は、ラジカル重合性組成物（Ａ）の０．０１～１０重量％の範
囲が好ましく、１～５重量％の範囲が特に好ましい。ラジカル重合性組成物（Ａ）に紫外
線を照射する場合、上記の光重合開始剤（Ｃ２）の添加だけでも硬化するが、硬化性をよ
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り向上させるために、光増感剤（Ｄ）を併用することが好ましい。光増感剤（Ｄ）として
は、例えば、トリエタノールアミン、メチルジエタノールアミン、トリイソプロパノール
アミン、４－ジメチルアミノ安息香酸メチル、４－ジメチルアミノ安息香酸エチル、４－
ジメチルアミノ安息香酸イソアミル、安息香酸（２－ジメチルアミノ）エチル、４－ジメ
チルアミノ安息香酸（ｎ－ブトキシ）エチル、４－ジメチルアミノ安息香酸２－エチルヘ
キシル等のアミン類が挙げられる。光増感剤（Ｄ）の配合量は、ラジカル重合性組成物中
０．０１～１０重量％、好ましくは０．０５～５重量％である。
【００５８】
また、ラジカル重合性組成物（Ａ）には、上記以外に酸化防止剤、紫外線吸収剤、非反応
性のオリゴマーや無機充填剤、有機充填剤、重合禁止剤、消泡剤、レベリング剤、可塑剤
、シランカップリング剤等を添加しても良い。
【００５９】
本発明で使用する基板は、堅固な材料、例えば、ガラス、金属であってもよく、柔軟性を
有する材料、例えば、プラスチックフィルムの如きものであったもよい。そして、基板は
２枚が対向して適当な間隔を隔て得るものである。その少なくとも一方は透明性を有し、
それらの２枚の間に挟持される調光層を、外界視覚できるものでなければならない。ただ
し、完全な透明性を必須とするものではない。もし、デバイスの一方の側から他方の側へ
通過する光に対して作用させる目的で、この液晶デバイスが使用される場合は、２枚の基
板は、共に適当な透明性を持つ。この基板には、目的に応じて透明、不透明の適宜な電極
がその全面又は部分的に配置されてもよい。ただし、プラスチックの如き柔軟性を有する
材料には、堅固な材料、例えば、ガラス、金属等に固定したうえで本発明の液晶デバイス
に用いることができる。
【００６０】
２枚の基板間には、液晶材料（Ｂ）及び透明性高分子物質から成る調光層が介在されるが
、２枚の基板間には、通常、周知の液晶デバイスと同様、間隔保持用のスペーサーを介在
させるのが望ましい。
【００６１】
スペーサーとしては、例えば、プラスチックビーズ、シリカビーズ、アルミナ等種々の液
晶セル用のものを用いることができる。
【００６２】
本発明の液晶デバイスの調光層の厚さは、５～１００ミクロンの範囲がこのましく、より
好ましくは、６～５０ミクロンの範囲が良い。
【００６３】
また、調光層は、低電圧駆動性、高速応答性等の面から、液晶材料の連続層中に透明性高
分子物質が三次元網目状構造を形成してなるものが好ましい。液晶ドロプレットの大きさ
、あるいは三次元網目構造の平均網目の大きさは、０．２～５ミクロンの範囲が好ましく
、０．５～３ミクロンの範囲が特に好ましい。
【００６４】
液晶材料の連続層と該連続層中に均一な三次元網目状構造を有する透明性高分子物質を含
有する調光層を基板上に形成する方法としては、例えば、
（１）ラジカル重合性組成物（Ａ）、液晶材料（Ｂ）及び必要に応じて重合開始剤（Ｃ）
からなる調光層形成材料の均一溶液を、電極層を有する二枚の基板間に挟持させ、これに
活性エネルギー線を照射するか、熱的に重合させて、三次元網目状の透明性高分子物質を
含有する層を形成する。
（２）一方の基板の電極層上にスピンコーター、バーコーター、アプリケーター等のコー
ターを使用して調光層形成材料の均一溶液を塗布し、次いで他方の基板を重ねてもよく、
これに活性エネルギー線を照射するか、又は熱的に重合硬化させて、三次元網目状の透明
性高分子物質を含有する層を形成する。
【００６５】
本発明で用いる活性エネルギー線とは、紫外線、電子線、α線、β線、γ線のような電離
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放射線、可視光線、マイクロ波、高周波等をいうが、ラジカル性活性種を生成させうるな
らば、いかなるエネルギー種でもかまわない。紫外線を発生するものとしては、例えば超
高圧水銀ランプ、高圧水銀ランプ、低圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、ケミカルラ
ンプ、ブラックライトランプ、水銀ーキセノンランプ、ショートアーク灯、等が挙げられ
、ラジカル性活性種を発生させる化合物の吸収波長を考慮して選択すればよい。
【００６６】
特に、紫外線による光重合法は、好適である。また、調光層形成材料の等方性液体状態を
保持しながら紫外線を照射することは、均一な調光層を形成する上で好ましい。
【００６７】
さらに、光照射方法としては、時間的、平面的に均一に照射することは基盤間に介在する
ラジカル重合性組成物（Ａ）に瞬間的に強い光を照射して重合を進行させ、これによって
網目の大きさを均一にする上で効果的である。すなわち、適切な強度でパルス状に紫外線
を照射することにより、均一な三次元網目構造を有する透明性高分子物質を液晶層中に形
成することができ、その結果、得られた液晶デバイスは、明確なしきい値電圧と急峻性を
有するものとなり、時分割駆動が可能となる。
【００６８】
本発明の液晶デバイスは、調光層中に占める液晶材料の比率が高く、連続層を形成してい
る場合には、低駆動電圧であり、電圧印加時の透明性が高い。
【００６９】
【実施例】
以下、実施例を用いて本発明を更に詳細に説明する。しかしながら、本発明はこれらの実
施例の範囲に限定されるものではない。なお、以下の実施例において「％」及び「部」は
夫々「重量％」及び「重量部」を表わし、評価特性の記号、意味及び内容を下記の表１に
示した。
【００７０】
【表１】
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【００７１】
また、紫外線の照度は、ウシオ電機社製の受光器「ＵＶＤ－３６５ＰＤ」付きユニメータ
ＵＩＴ－１０１」を用いて測定した。
まず、本発明の側鎖型ラジカル重合性化合物の合成例を示す。
【００７２】
＜実施例１＞
撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、エピクロルヒドリ
ン変性１，６－ヘキサンジオールエポキシアクリレート（日本化薬株式会社製の商品名「
Ｒ－１６７」、水酸基価２６８．７ＫＯＨ mg／ｇ）２１ｇ、ｐ－メトキシフェノール２０
mg、トリエチルアミン１５．１ｇ（０．１５モル）及びテトラヒドロフラン５００ mlを加
え、窒素気流下で、水氷バスを用い５℃に保った。次に、塩化ｎ－オクタノイル１６．３
ｇ（０．１モル）を１時間かけてゆっくり滴下した。滴下終了後、水氷バスを外し、５時
間還流させ反応を完結させた。反応終了後、析出した塩酸塩を濾別し、濃縮した。濃縮液
をトルエン２００ mlに溶解させ、０．１Ｎ塩酸溶液３００ mlで洗浄し、更に、純水及び飽
和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。有機層の溶媒を減圧
留去して得られた濃縮液をシリカゲルクロマトグラフィー（濃縮液に対して４０倍量のシ
リカゲルを使用）を用いて精製して、式
【００７３】
【化８】
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【００７４】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－１）１５ｇを得た。なお、移
動相には、トルエン／酢酸エチルの混合液を用い、トルエン／酢酸エチルの体積分率が９
：１のときの薄層プレートのＲｆ値は、０．４であった。また、赤外線吸収スペクトル（
ＩＲ）より３２００～３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化さ
れていることを確認した。
【００７５】
〈物性値〉
1Ｈ－核磁気共鳴スペクトル（ＮＭＲ）（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.43(2H)、 6.12(2H)、 5.84(2H)、 5.24(2H)、 4.33(2H)、 4.25(2H)、
3.58(4H)、 3.46(4H)、 2.32(4H)、 1.63(4H)、 1.59(4H)、 1.3～ 1.25(20H)、
0.87(6H)
【００７６】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 173.4、 173.1、 165.7、 165.4、 131.3、 131.2、 128.2、 128.1、 71.63、
70.56、 69.99、 68.95、 63.1、 62.7、 34.3、 31.9、 29.6～ 29.0、 25.8、
24.9、 22.6、 14.1
【００７７】
赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）（ＫＢｒ）
cm- 1： 2925、 2854、 1742、 1643～ 1620、 1173、 807.5
【００７８】
元素分析：Ｃ＝ 64.22％（ 65.20％）、Ｈ＝ 9.31％（ 9.26％）、（）内は理論値
【００７９】
＜実施例２＞
実施例１において、塩化ｎ－オクタノイル１６．３ｇに代えて、塩化ラウロイル２１．８
（０．１モル）を用いた以外は、実施例１と同様にして、式
【００８０】
【化９】
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【００８１】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－２）２０ｇを得た。薄層プレ
ートのＲｆ値は、０．５であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００～
３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化されていることを確認し
た。
【００８２】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.42(2H)、 6.10(2H)、 5.86(2H)、 5.24(2H)、 4.34(2H)、 4.26(2H)、
3.51(4H)、 3.45(4H)、 2.31(4H)、 1.64(4H)、 1.60(4H)、 1.3～ 1.24(36H)、
0.87(6H)
【００８３】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 173.6、 173.3、 165.5、 165.3、 131.3、 131.1、 128.1、 128.1、 70.63、
70.56、 70.05、 68.85、 63.1、 63.1、 34.3、 31.9、 29.6～ 29.0、 25.8、
24.9、 22.6、 14.6
【００８４】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2925、 2854、 1742、 1652～ 1620、 1176、 807.9
元素分析：Ｃ＝ 68.01％（ 68.26％）、Ｈ＝ 10.22％（ 10.09）
【００８５】
＜実施例３＞
実施例１において、塩化ｎ－オクタノイル１６．３ｇに代えて、塩化ステアロイル３０．
３（０．１モル）を用いた以外は、実施例１と同様にして、式
【００８６】
【化１０】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８７】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－３）２２ｇを得た。薄層プレ
ートのＲｆ値は、０．５であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００～
３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化されていることを確認し
た。
【００８８】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.43(2H)、 6.19(2H)、 5.89(2H)、 5.30(2H)、 4.39(2H)、 4.26(2H)、
3.58(4H)、 3.50(4H)、 2.39(4H)、 1.61(4H)、 1.61(4H)、 1.45～ 1.25(60H)、
0.87(6H)
【００８９】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
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δ： 173.9、 173.7、 165.8、 165.6、 131.9、 131.7、 128.2、 128.1、 78.63、
90.56、 69.99、 68.95、 63.7、 62.7、 34.3、 31.9、 30.6～ 29.2、 25.8、
24.9、 22.7、 14.6
【００９０】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2935、 2864、 1747、 1652～ 1625、 1175、 807.8
【００９１】
元素分析：Ｃ＝ 71.32％（ 71.54％）、Ｈ＝ 10.96％（ 10.81）
【００９２】
＜実施例４＞
実施例１において、塩化ｎ－オクタノイル１６．３ｇに代えて、塩化ベンゾイル１０．５
（０．１モル）を用いた以外は、実施例１と同様にして、淡黄色液状の側鎖型ラジカル重
合性化合物（Ａ－４）１１ｇを得た。薄層プレートのＲｆ値は、０．３であった。また、
赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００～３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失してお
り、完全にエステル化されていることを確認した。
【００９３】
【化１１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００９４】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 8.15(4H)7.45(4H)、 7.30(2H)、 6.45(2H)、 6.22(2H)、 5.96(2H)、 5.34(2H)、
4.32(2H)、 4.28(2H)、 3.59(4H)、 3.50(4H)、 1.63(4H)、 1.28(4H)
【００９５】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 168.9、 168.6、 165.9、 165.6、 133.8、 131.5、 131.3、 130.9、 128.9、
128.2、 128.0、 71.93、 70.66、 70.0、 68.95、 63.1、 62.7、 29.8、 25.8、
24.9
【００９６】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2929、 2842、 1742、 1643～ 1620、 1605、 1589、 1173、 807.4
【００９７】
元素分析：Ｃ＝ 59.12％（ 59.82％）、Ｈ＝ 6.58％（ 6.52）
【００９８】
＜実施例５＞
撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスに、トリメチロールプロ
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パントリグリシジルエーテル（日本油脂社製の商品名「エピオールＴＭＰ－１００」）１
００ｇ（０．３３モル）、アクリル酸１０８ｇ（１．５モル）、ｐ－メトキシフェノール
１５０ mg及び触媒としてＮ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン１．３１ｇを入れ、８０℃で撹
拌した。次に、反応液を１１０℃にゆっくり昇温し、同温度を保ちながら、１０時間撹拌
して反応を完結させた。反応混合液を、５％水酸化ナトリウム溶液３００ mlで洗浄し、更
に、純水及び飽和食塩水で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させた後、有機溶
媒を留去して、酸価１．５、水酸基価２９４の淡褐色透明液状生成物を得た。
【００９９】
次に、撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、上記液状生
成物２６．０ｇ、ｐ－メトキシフェノール２０ mg、トリエチルアミン２０．０ｇ（０．２
０モル）及びテトラヒドロフラン５００ mlを加え、窒素気流下で、水氷バスを用いて５℃
に保った。次に、塩化ｎ－オクタノイル２４．５ｇ（０．１５モル）を１時間かけてゆっ
くり滴下した。滴下終了後、水氷バスを外し、５時間還流させて反応を完結させた。反応
終了後、析出した塩酸塩を濾別し、濃縮した。濃縮液をトルエン２００ mlに溶解させ、０
．１Ｎ塩酸溶液３００ mlで洗浄し、更に、純水及び飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無
水硫酸ナトリウムで乾燥させた。有機層の溶媒を減圧留去し、濃縮液をシリカゲルクロマ
トグラフィー（濃縮液に対して４０倍量のシリカゲルを使用）を用いて精製して、式
【０１００】
【化１２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１０１】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－５）３３ｇを得た。薄層プレ
ートのＲｆ値は、０．４であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００～
３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化されていることを確認し
た。
【０１０２】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.44(3H)、 6.20(3H)、 5.89(3H)、 5.29(3H)、 4.38(3H)、 4.29(3H)、
3.58(6H)、 3.48(6H)、 2.34(6H)、 1.60(6H)、 1.35～ 1.25(26H)、 0.89(12H)
【０１０３】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 173.6、 173.4、 165.7、 165.4、 131.5、 131.3、 128.6、 128.4、 71.68、
70.53、 69.99、 68.95、 63.1、 62.7、 41.4、 34.5、 31.4、 29.6～ 29.0、
25.8、 24.9、 22.8、 14.6
【０１０４】
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ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2920、 2852、 1745、 1650～ 1622、 1180、 807.1
【０１０５】
元素分析：Ｃ＝ 64.20％（ 64.30％）、Ｈ＝ 9.03％（ 8.92）
【０１０６】
＜実施例６＞
撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、エピクロルヒドリ
ン変性１，６－ヘキサンジオールエポキシアクリレート（日本化薬株式会社製の商品名「
Ｒ－１６７」、水酸基価２６８．７ＫＯＨ mg／ｇ）２１ｇ、ｐ－メトキシフェノール２０
mg、シクロヘキサンカルボン酸１２．８ｇ（０．１モル）、テトラヒドロフラン５００ ml
及び４－ジメチルアミノピリジン６．０ｇを触媒として加え、水氷バスを用いて５℃に保
った。次に、ジシクロヘキシルカルボジイミド２０．６ｇ（０．１０モル）のテトラヒド
ロフラン５０ ml溶液を１時間かけてゆっくり滴下した。滴下終了後、水氷バスを外し、室
温で２４時間撹拌し反応を完結させた。反応終了後、析出したジシクロヘキシル尿素を濾
別し、濃縮した。濃縮液をトルエン２００ mlに溶解させ、純水及び飽和食塩水で洗浄した
後、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。有機層の溶媒を減圧留去し、濃縮液をシ
リカゲルクロマトグラフィー（濃縮液に対して４０倍量のシリカゲルを使用）を用いて精
製して、式
【０１０７】
【化１３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１０８】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－６）３５ｇを得た。薄層プレ
ートのＲｆ値は、０．３であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００～
３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化されていることを確認し
た。
【０１０９】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.44(2H)、 6.11(2H)、 5.86(2H)、 5.26(2H)、 4.33(2H)、 4.25(2H)、
3.60(4H)、 3.48(4H)、 2.42(2H)、 1.65(4H)、 1.62(8H)、
1.42～ 1.35(12H)、 1.31(4H)
【０１１０】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 173.5、 173.2、 165.9、 165.6、 131.53、 131.3、 128.4、 128.3、 71.63、
70.56、 69.99、 68.95、 63.1、 62.7、 42.4、、 34.9、 29.6～ 29.0、 25.8、
24.9、 22.6
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【０１１１】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2930、 2861、 1744、 1652～ 1622、 1176、 807.5
【０１１２】
元素分析：Ｃ＝ 64.42％（ 64.76％）、Ｈ＝ 8.53％（ 8.41）
＜実施例７＞
撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、２塩基酸のエポキ
シアクリレート（岡村製油株式会社製の商品名「ＩＰＳ－２２ＧＡ」、水酸基価１７５．
２ＫＯＨ mg／ｇ）３２ｇ、ｐ－メトキシフェノール３０ mg、トリエチルアミン１５．１ｇ
（０．１５モル）及びテトラヒドロフラン５００ mlを加え、窒素気流下で、水氷バスを用
いて５℃に保った。次に、塩化ラウロイル２１．９ｇ（０．１モル）を１時間かけてゆっ
くり滴下した。滴下終了後、水氷バスを外し、５時間還流させて反応を完結させた。反応
終了後、析出した塩酸塩を濾別し、濃縮した。濃縮液をトルエン２００ mlに溶解させ、０
．１Ｎ塩酸溶液３００ mlで洗浄し、更に、純水及び飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無
水硫酸ナトリウムで乾燥させた。有機層の溶媒を減圧留去し、濃縮液をシリカゲルクロマ
トグラフィー（濃縮液に対して４０倍量のシリカゲルを使用）を用いて精製して、式
【０１１３】
【化１４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１１４】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－７）２０ｇを得た。薄層プレ
ートのＲｆ値は、０．６であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００～
３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化されていることを確認し
た。
【０１１５】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.50(2H)、 6.19(2H)、 5.91(2H)、 5.41(2H)、 4.33(2H)、 4.25(2H)、
4.21(4H)、 2.35(4H)、 2.34(4H)、 1.60(4H)、 1.59(4H)、 1.57(2H)、
1.4～ 1.21(56H)、 0.87(12H)
【０１１６】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 173.4、 173.1、 165.7、 165.4、 162.5、 131.3、 131.2、 128.2、 128.1、
69.9、 68.5、 63.1、 63.0、 62.7、 34.3、 33.6、 33.1、 31.9、 29.6～ 29.0、
25.8、 24.9、 22.6、 14.8、 14.1
【０１１７】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2926、 2854、 1743、 1649～ 1625、 1172、 807.9
【０１１８】
元素分析：Ｃ＝ 70.8.％（ 70.2％）、Ｈ＝ 10.54％（ 10.47）
【０１１９】
＜実施例８＞
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実施例７において、塩化ラウロイル２１．９ｇに代えて、塩化イソステアロイル３０．３
（０．１モル）を用いた以外は、実施例７と同様にして、式
【０１２０】
【化１５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１２１】
で表わされる淡黄色液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－８）２０ｇを得た。薄層プ
レートのＲｆ値は、０．６であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００
～３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化されていることを確認
した。
【０１２２】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.51(2H)、 6.19(2H)、 5.90(2H)、 5.42(2H)、 4.33(2H)、 4.27(2H)、
4.20(4H)、 2.73(2H)、 2.34(4H)、 1.69(4H)、 1.59(4H)、 1.57(2H)、
1.55(4H)、 1.35～ 1.21(36H)、 0.89～ 0.86(48H)
【０１２３】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 173.7、 173.5、 165.7、 165.3、 162.5、 131.5、 131.2、 128.2、 128.1、
69.9、 68.5、 63.1、 63.0、 62.7、 41.4、 40.5、 34.3、 33.6、 33.0、 31.9、
29.6～ 29.2、 26.0～ 24.9、 22.6、 14.8～ 14.3
【０１２４】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2925、 2853、 1743、 1651～ 1626、 1172、 807.5
【０１２５】
元素分析：Ｃ＝ 73.1％（ 73.7％）、Ｈ＝ 10.15％（ 10.08）
【０１２６】
＜実施例９＞
撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、２塩基酸のエポキ
シアクリレート（岡村製油株式会社製の商品名「ＩＰＳ－２２ＧＡ」、水酸基価１７５．
２ＫＯＨ mg／ｇ）３２ｇ、ｐ－メトキシフェノール３０ mg、４－ジメチルアミノピリジン
３．１ｇ、３－ノニルドデカン酸３２．７ｇ（０．１モル）及びテトラヒドロフラン５０
０ mlを加え、窒素気流下で、水氷バスを用いて５℃に保った。次に、ジシクロヘキシルカ
ルボジイミド２０．６ｇ（０．１モル）のテトラヒドロフラン１００ ml溶液を２時間かけ
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てゆっくり滴下した。滴下終了後、水氷バスを外し、室温で２４時間撹拌して反応を完結
させた。反応終了後、析出したジシクロヘキシル尿素を濾別し、濃縮した。濃縮液をトル
エン２００ mlに溶解させ、純水及び飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸ナトリウ
ムで乾燥させた。有機層の溶媒を減圧留去し、濃縮液をシリカゲルクロマトグラフィー（
濃縮液に対して４０倍量のシリカゲルを使用）を用いて精製して、式
【０１２７】
【化１６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１２８】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－９）３５ｇを得た。薄層プレ
ートのＲｆ値は、０．６であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００～
３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化されていることを確認し
た。
【０１２９】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.51(2H)、 6.20(2H)、 5.94(2H)、 5.42(2H)、 4.33(2H)、 4.26(2H)、
4.22(4H)、 2.35(4H)、 2.34(4H)、 1.81(2H)、 1.60(4H)、 1.60(4H)、
1.57(2H)、 1.5～ 1.22(88H)、 0.88(18H)
【０１３０】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 173.4、 173.1、 165.7、 165.4、 162.5、 131.3、 131.2、 128.2、 128.1、
69.9、 68.5、 63.1、 63.0、 62.7、 41.2、 34.3、 33.6、 33.1、 31.9、
29.9～ 29.0、 25.8～ 24.9、 22.6、 14.8、 14.5
【０１３１】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2926、 2856、 1743、 1653～ 1625、 1172、 807.5
【０１３２】
元素分析：Ｃ＝ 73.0％（ 73.46％）、Ｈ＝ 11.21％（ 11.11）
【０１３３】
＜実施例１０＞
撹拌装置、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、ビスフェノールフルオレンジグ
リシジルエーテル４６２．５ｇ（１モル）、アクリル酸１８０ｇ（２．５モル）、ｐ－メ
トキシフェノール１８０ mg及び触媒としてＮ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン１．６１ｇを
入れ、８０℃で撹拌した。次に、反応液を１１０℃にゆっくり昇温し、同温度を保ちなが
ら、１０時間撹拌して反応を完結させた。次に、反応混合液を５％水酸化ナトリウム溶液
３００ mlで洗浄し、更に、純水及び飽和食塩水で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで
乾燥させた後、有機溶媒を留去して、酸価１．６、水酸基価１７５０の淡褐色透明液状生
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成物を得た。
【０１３４】
次に、撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、上記液状生
成物３０ｇ、ｐ－メトキシフェノール１０ mg、トリエチルアミン１５．１ｇ（０．１５モ
ル）及びテトラヒドロフラン５００ mlを加え窒素気流下で、水氷バスを用いて５℃に保っ
た。次に、塩化オクタノイル１６．３ｇ（０．１モル）を１時間かけてゆっくり滴下した
。滴下終了後、水氷バスを外し、５時間還流させて反応を完結させた。反応終了後、析出
した塩酸塩を濾別し、濃縮した。濃縮液をトルエン２００ mlに溶解させ、０．１Ｎ塩酸溶
液３００ mlで洗浄し、更に、純水及び飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸ナトリ
ウムで乾燥させた。有機層の溶媒を減圧留去し、濃縮液をシリカゲルクロマトグラフィー
（濃縮液に対して４０倍量のシリカゲルを使用）を用いて精製して、式
【０１３５】
【化１７】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１３６】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－１０）１９ｇを得た。薄層プ
レートのＲｆ値は、０．３であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００
～３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化されていることを確認
した。
【０１３７】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 7.23(4H)、 7.15(4H)、 6.99(4H)、 6.88(4H)、 6.82(4H)、 6.45(2H)、
6.18(2H)、 5.88(2H)、 5.26(2H)、 4.33(2H)、 4.26(2H)、 4.12(4H)、
2.34(4H)、 1.78(6H)、 1.59(4H)、 1.25(16H)、 0.87(6H)
【０１３８】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2925、 2854、 1742、 1643～ 1620、 1605、 1587、 1173、 807.5
元素分析：Ｃ＝ 69.97％（ 70.02％）、Ｈ＝ 5.82％（ 5.70）
【０１３９】
＜実施例１１＞
撹拌装置、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、１，２，７，８－ジエポキシオ
クタン１４２ｇ（１モル）、アクリル酸１８０ｇ（２．５モル）、ｐ－メトキシフェノー
ル１８０ mg及び触媒としてＮ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン１．６１ｇを入れ、８０℃で
撹拌した。次に、反応液を１１０℃にゆっくり昇温させ、同温度を保ちながら、１０時間
撹拌して反応を完結させた。次に、反応混合液を５％水酸化ナトリウム溶液３００ mlで洗
浄し、更に、純水及び飽和食塩水で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させた後
、有機溶媒を留去して、酸価０．５、水酸基価３７０の淡褐色透明液状生成物を得た。
【０１４０】
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次に、撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、上記液状生
成物１５ｇ、ｐ－メトキシフェノール１０ mg、トリエチルアミン１５．１ｇ（０．１５モ
ル）及びテトラヒドロフラン５００ mlを加え、窒素気流下で、水氷バスを用いて５℃に保
った。次に、塩化ラウロイル２１．９ｇ（０．１モル）を１時間かけてゆっくり滴下した
。滴下終了後、水氷バスを外し、５時間還流させて反応を完結させた。反応終了後、析出
した塩酸塩を濾別し、濃縮した。濃縮液をトルエン２００ mlに溶解させ、０．１Ｎ塩酸溶
液３００ mlで洗浄し、更に、純水及び飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸ナトリ
ウムで乾燥させた。有機層の溶媒を減圧留去し、濃縮液をシリカゲルクロマトグラフィー
（濃縮液に対して４０倍量のシリカゲルを使用）を用いて精製して、式
【０１４１】
【化１８】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１４２】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－１１）１５ｇを得た。薄層プ
レートのＲｆ値は、０．４であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００
～３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化されていることを確認
した。
【０１４３】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.42(2H)、 6.11(2H)、 5.86(2H)、 5.16(2H)、 4.35(2H)、 4.27(2H)、
2.34(4H)、 1.72(4H)、 1.59(4H)、 1.32～ 1.25(36H)、 0.89(6H)
【０１４４】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 173.4、 173.1、 165.7、 165.4、 131.3、 131.2、 128.2、 128.1、 70.56、
68.95、 63.1、 62.7、 34.3、 32.6、 31.9、 29.6～ 29.0、 25.8、 24.9、
22.6、 14.1
【０１４５】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2927、 2858、 1742、 1651～ 1625、 807.5
【０１４６】
元素分析：Ｃ＝ 73.2％（ 73.8％）、Ｈ＝ 10.89％（ 10.67）
【０１４７】
＜実施例１２＞
撹拌装置、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、１，２，７，８－ジエポキシオ
クタン７１ｇ（１モル）、アクリル酸ダイマー（東亜合成株式会社製の商品名「Ｍ５６０
０」）（２．５モル）、ｐ－メトキシフェノール１８０ mg、及び触媒としてＮ，Ｎ－ジメ
チルベンジルアミン１．６１ｇを入れ、８０℃で撹拌した。次に、反応液を１１０℃にゆ
っくり昇温し、同温度に保ちながら、１０時間撹拌して反応を完結させた。次に、反応混
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合液を５％水酸化ナトリウム溶液３００ mlで洗浄し、更に、純水及び飽和食塩水で洗浄し
、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させた後、有機溶媒を留去して、酸価１．０、水酸
基価２５０の淡褐色透明液状生成物を得た。
【０１４８】
次に、撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに上記液状生成
物２２．５ｇ、ｐ－メトキシフェノール１０ mg、トリエチルアミン１５．１ｇ（０．１５
モル）及びテトラヒドロフラン５００ mlを加え窒素気流下で、水氷バスを用いて５℃に保
った。次に、塩化ラウロイル２１．９ｇ（０．１モル）を１時間かけてゆっくり滴下した
。以後の操作は、実施例１１と同様にして、式
【０１４９】
【化１９】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１５０】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－１２）２０ｇを得た。薄層プ
レートのＲｆ値は、０．３であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００
～３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化されていることを確認
した。
【０１５１】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.42(2H)、 6.11(2H)、 5.86(2H)、 5.21(2H)、 4.41(4H)、 4.37(2H)、
4.29(2H)、 2.46(4H)、 2.34(4H)、 1.72(4H)、 1.59(4H)、 1.32～ 1.25(36H)、
0.88(6H)
【０１５２】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 173.4、 173.1、 165.7、 165.4、 162.0、 131.3、 131.2、 128.2、 128.1、
70.56、 68.95、 64.2、 63.1、 62.7、 35.2、 34.3、 32.6、 31.9、 29.6～ 29.0、
25.8、 24.9、 22.6、 14.1
【０１５３】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2927、 2858、 1748、 1651～ 1625、 807.5
【０１５４】
元素分析：Ｃ＝ 66.11％（ 66.52％）、Ｈ＝ 9.42％（ 9.31）
【０１５５】
＜実施例１３＞
撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、β－エピクロルヒ
ドリン変性ビスフェノールＡ（大日本インキ化学工業株式会社の商品名「エピクロンＨＭ
－８１」）１８５ｇ、アクリル酸１０８ｇ（１．５モル）、ｐ－メトキシフェノール１５
０ mg及び触媒としてＮ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン１．３１ｇを入れ、８０℃で撹拌し
た。次に、反応液を１１０℃にゆっくり昇温し、同温度に保ちながら、１０時間撹拌して
反応を完結させた。次に、反応混合液を５％水酸化ナトリウム溶液３００ mlで洗浄し、更
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に、純水及び飽和食塩水で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させた後、有機溶
媒を留去して、酸価０．７、水酸基価２０４の淡褐色透明液状生成物を得た。
【０１５６】
次に、撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、上記液状生
成物２７．５ｇ、ｐ－メトキシフェノール１０ mg、トリエチルアミン１５．１ｇ（０．１
５モル）及びテトラヒドロフラン５００ mlを加え、窒素気流下で、水氷バスを用い５℃に
保った。次に、塩化ベンゾイル１０．５ｇ（０．１モル）を１時間かけてゆっくり滴下し
た。以後の操作は、実施例１１と同様にして、式
【０１５７】
【化２０】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１５８】
で表わされる淡黄色液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－１３）２２ｇを得た。薄層
プレートのＲｆ値は、０．４であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２０
０～３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化されていることを確
認した。
【０１５９】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 8.51(4H)、 7.43(4H)、 7.30(2H)、 7.23(4H)、 6.88(4H)、 6.82(4H)、
6.45(2H)、 6.19(2H)、 5.88(2H)、 4.33(2H)、 4.28(2H)、 4.12(4H)、
1.78(6H)、 1.24(2H)、 0.87(6H)
【０１６０】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2925、 2854、 1742、 1643～ 1620、 1606、 1587、 1180、 808.0
【０１６１】
元素分析：Ｃ＝ 71.21％（ 71.12％）、Ｈ＝ 5.70％（ 5.77）
【０１６２】
＜実施例１４＞
撹拌装置、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、エピクロルヒドリン変性水添ビ
スフェノールＡ（新日本理化社製の商品名「リカレジンＨＢＥ－１００」）１８２ｇ、ア
クリル酸１０８ｇ（１．５モル）、ｐ－メトキシフェノール１５０ mg及び触媒としてＮ，
Ｎ－ジメチルベンジルアミン１．３１ｇを入れ、８０℃で撹拌した。次に、反応液を１１
０℃にゆっくり昇温し、同温度に保ちながら、１０時間撹拌して反応を完結させた。次に
、反応混合液を５％水酸化ナトリウム溶液３００ mlで洗浄し、更に、純水及び飽和食塩水
で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させた後、有機溶媒を留去して、酸価１．
０、水酸基価２４０の淡褐色透明液状生成物を得た。
【０１６３】
次に、撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、上記液状生
成物２３．０ｇ、塩化ラウリル２０．４ｇ（０．１モル）、触媒としてテトラーｎ－ブチ

10

20

30

40

50

(26) JP 4029440 B2 2008.1.9



ルアンモニウムブロマイド０．３ｇ、トルエン３００ ml仕込、室温で撹拌した。次に、水
酸化ナトリウム４．０ｇ（０．１モル）を加え、６０℃で２４時間撹拌し反応を完結させ
た。反応終了後、反応混合液を純水及び飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸ナト
リウムで乾燥させた。有機層の溶媒を減圧留去して、濃縮液をシリカゲルクロマトグラフ
ィー（濃縮液に対して４０倍量のシリカゲルを使用）を用いて精製して、式
【０１６４】
【化２１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１６５】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－１４）２４ｇを得た。薄層プ
レートのＲｆ値は、０．６であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００
～３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエーテル化されていることを確認
した。
【０１６６】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.44(2H)、 6.14(2H)、 5.86(2H)、 5.24(2H)、 4.33(2H)、 4.25(2H)、
3.64(4H)、 3.60(2H)、 3.58(4H)、 1.63(4H)、 1.59(8H)、 1.53(2H)、
1.35～ 1.22(44H)、 0.89(12H)
【０１６７】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 165.8、 165.4、 131.3、 131.2、 128.2、 128.1、 78.2、 71.63、 70.56、
69.99、 68.2、 63.1、 62.7、 34.1、 31.9、 29.6～ 29.0、 25.8、 24.9、 22.6、
14.1、 14.0
【０１６８】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2927、 2856、 1744、 1643～ 1620、 1175、 807.7
【０１６９】
元素分析：Ｃ＝ 73.22％（ 73.57％）、Ｈ＝ 11.13％（ 11.05）
【０１７０】
＜実施例１５＞
撹拌装置、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、１，２，７，８－ジエポキシオ
クタン１４２ｇ（１モル）、アクリル酸１８０ｇ（２．５モル）、ｐ－メトキシフェノー
ル１８０ mg及び触媒としてＮ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン１．６１ｇを入れ、８０℃で
撹拌した。次に、反応液を１１０℃にゆっくり昇温し、同温度に保ちながら、１０時間撹
拌して反応を完結させた。次に、反応混合液を５％水酸化ナトリウム溶液３００ mlで洗浄
し、更に、純水及び飽和食塩水で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させた後、
有機溶媒を留去して、酸価０．５、水酸基価３７０の淡褐色透明液状生成物を得た。
【０１７１】
次に、撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、上記液状生
成物１５．０ｇ、塩化ラウリル２０．４ｇ（０．１モル）、触媒としてテトラーｎ－ブチ
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ルアンモニウムブロマイド０．３ｇ、トルエン３００ mlを仕込み、室温で撹拌した。次に
、水酸化ナトリウム４．０ｇ（０．１モル）を加え、６０℃で２４時間撹拌し、反応を完
結させた。反応終了後、反応混合液を純水及び飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫
酸ナトリウムで乾燥させた。有機層の溶媒を減圧留去して、濃縮液をシリカゲルクロマト
グラフィー（濃縮液に対して４０倍量のシリカゲルを使用）を用いて精製して、式
【０１７２】
【化２２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１７３】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－１５）１０ｇを得た。薄層プ
レートのＲｆ値は、０．５であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００
～３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエーテル化されていることを確認
した。
【０１７４】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.42(2H)、 6.12(2H)、 5.86(2H)、 4.35(2H)、 4.27(2H)、 3.62(2H)、
3.43(4H)、 1.60(4H)、 1.55(4H)、 1.34～ 1.25(40H)、 0.87(6H)
【０１７５】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 165.6、 165.4、 131.2、 131.0、 128.2、 128.1、 70.56、 70.40、 70.38、
68.95、 63.1、 62.7、 34.3、 32.6、 32.2、 31.9、 29.6～ 29.0、 25.8、 24.9、
22.6、 14.1
【０１７６】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2927、 2858、 1742、 1651～ 1625、 1176、 807.5
【０１７７】
元素分析：Ｃ＝ 75.35％（ 75.41％）、Ｈ＝ 7.80％（ 7.85）
【０１７８】
＜実施例１６＞
撹拌装置、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、ラウリン酸グリシジルエステル
２５７ｇ（１．０モル）、アクリル酸１０８ｇ（１．５モル）、ｐ－メトキシフェノール
１５０ mg及び触媒としてＮ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン１．３１ｇを入れ、８０℃で撹
拌した。次に、反応液を１１０℃にゆっくり昇温し、同温度に保ちながら、１０時間撹拌
して反応を完結させた。次に、５％水酸化ナトリウム溶液３００ mlで洗浄し、更に、純水
及び飽和食塩水で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させた後、有機溶媒を留去
して、酸価０．８の淡褐色透明液状生成物を得た。
【０１７９】
次に、撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、上記液状生
成物３３．０ｇ、ｐ－メトキシフェノール２０ mg、４－ジメチルアミノピリジン３．１ｇ
、セバシン酸１０．１ｇ（０．０５モル）及びテトラヒドロフラン５００ mlを加え、窒素
気流下で、水氷バスを用いて５℃に保った。次に、ジシクロヘキシルカルボジイミド２０
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．６ｇ（０．１モル）のテトラヒドロフラン１００ ml溶液を１時間かけてゆっくり滴下し
た。滴下終了後、水氷バスを外し、室温で２４時間撹拌して反応を完結させた。反応終了
後、析出したジシクロヘキシル尿素を濾別し、濃縮した。濃縮液をトルエン２００ mlに溶
解させ、純水及び飽和食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。
有機層の溶媒を減圧留去し、濃縮液をシリカゲルクロマトグラフィー（濃縮液に対して４
０倍量のシリカゲルを使用）を用いて精製して、式
【０１８０】
【化２３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１８１】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－１６）２８ｇを得た。薄層プ
レートのＲｆ値は、０．４であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００
～３６００ cm- 1の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化されていることを確認
した。
【０１８２】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.43(2H)、 6.12(2H)、 5.86(2H)、 5.11(2H)、 4.33(2H)、 4.25(2H)、
4.22(4H)、 2.36(4H)、 2.32(4H)、 1.59(8H)、 1.34～ 1.25(38H)、 0.85(6H)
【０１８３】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 173.4、 173.1、 171.5、 165.7、 165.4、 131.3、 131.2、 128.2、 128.1、
70.56、 69.99、 68.95、 63.1、 62.7、 62.3、 35.4、 34.3、 31.9、
29.6～ 29.0、 25.8、 24.9、 22.6、 14.1
【０１８４】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2925、 2854、 1744～ 1732、 1651～ 1624、 807.5
【０１８５】
元素分析：Ｃ＝ 65.22％（ 65.13％）、Ｈ＝ 9.98％（ 10.07）
【０１８６】
＜実施例１７＞
撹拌装置、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、長鎖アルキル基含有モノエポキ
サイド（ダイセル化学社製の商品名「ＡＯＥＸ２４」）１９６ｇ（１．０モル）、アクリ
ル酸１０８ｇ（１．５モル）、ｐ－メトキシフェノール１５０ mg及び触媒としてＮ，Ｎ－
ジメチルベンジルアミン１．３１ｇを入れ、８０℃で撹拌した。次に、反応液を１１０℃
にゆっくり昇温し、同温度に保ちながら、１０時間撹拌して反応を完結させた。次に、反
応混合液を５％水酸化ナトリウム溶液３００ mlで洗浄し、更に、純水及び飽和食塩水で洗
浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させた後、有機溶媒を留去して、酸価１．５の
淡褐色透明液状生成物を得た。
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【０１８７】
次に、撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、上記液状生
成物２８．０ｇ、ｐ－メトキシフェノール２０ mg、４－ジメチルアミノピリジン３．１ｇ
、セバシン酸１０．１ｇ（０．０５モル）及びテトラヒドロフラン５００ mlを加え、窒素
気流下で、水氷バスを用いて５℃に保った。次に、ジシクロヘキシルカルボジイミド２０
．６ｇ（０．１モル）のテトラヒドロフラン１００ ml溶液を１時間かけてゆっくり滴下し
た。以下の操作は、実施例１６と同様にして、式
【０１８８】
【化２４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１８９】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－１７）１５ｇを得た。Ｒｆ値
は、０．５であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００～３６００ cm- 1

の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化されていることを確認した。
【０１９０】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.46(2H)、 6.14(2H)、 5.88(2H)、 5.14(2H)、 4.35(2H)、 4.27(2H)、
2.32(4H)、 1.59(4H)、 1.51(4H)、 1.34～ 1.25(42H)、 0.85(6H)
【０１９１】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 173.6、 173.3、 171.3、 165.7、 165.4、 131.3、 131.2、 128.2、 128.1、
71.5、 63.1、 35.4、 31.9、 31.0～ 29.0、 25.8、 24.9、 22.6、 14.1
【０１９２】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2925、 2854、 1738、 1651～ 1624、 807.5
【０１９３】
＜実施例１８＞
撹拌装置、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、ステアリルグリシジルエーテル
３２６ｇ（１．０モル）、アクリル酸１０８ｇ（１．５モル）、ｐ－メトキシフェノール
１５０ mg及び触媒としてＮ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン１．３１ｇを入れ、８０℃で撹
拌した。次に、反応液を１１０℃にゆっくり昇温し、同温度に保ちながら、１０時間撹拌
して反応を完結させた。次に、反応混合液を５％水酸化ナトリウム溶液３００ mlで洗浄し
、更に、純水及び飽和食塩水で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥させた後、有
機溶媒を留去して、酸価１．１の淡褐色透明液状生成物を得た。
【０１９４】
次に、撹拌装置、窒素導入管、冷却管及び温度計を備えた四つ口フラスコに、上記液状生
成物４０．０ｇ、ｐ－メトキシフェノール２０ mg、４－ジメチルアミノピリジン３．１ｇ
、ダイマー酸２５．０ｇ（０．０５モル）及びテトラヒドロフラン５００ mlを加え、窒素
気流下で、水氷バスを用いて５℃に保った。次に、ジシクロヘキシルカルボジイミド２０
．６ｇ（０．１モル）のテトラヒドロフラン１００ ml溶液を１時間かけてゆっくり滴下し
た。以下の操作は、実施例１６と同様にして、式
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【０１９５】
【化２５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１９６】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物３５ｇ（Ａ－１８）を得た。Ｒｆ値
は、０．６であった。また、赤外線吸収スペクトル（ＩＲ）より３２００～３６００ cm- 1

の水酸基の吸収が消失しており、完全にエステル化されていることを確認した。
【０１９７】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.46(2H)、 6.14(2H)、 5.88(2H)、 5.33(2H)、 4.35(2H)、 4.27(2H)、
3.57(4H)、 3.45(4H)、 2.32(4H)、 2.28(4H)、 1.62(4H)、 1.59(4H)、
1.48(4H)、 1.42～ 1.25(96H)、 0.85(12H)
【０１９８】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 173.6、 173.3、 171.3、 165.7、 165.4、 131.3、 131.2、 128.2、 128.1、
71.5、 70.5、 63.1、 35.4、 31.9、 35.0～ 26.0、 25.8、 24.9、 22.6、 15.4、
14.1
【０１９９】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2926、 2857、 1738、 1651～ 1624、 1176、 807.5
【０２００】
＜実施例１９～４０＞（液晶デバイス）
実施例１～１８で得た側鎖型ラジカル重合性化合物を用い、表－２～表－４に示した組成
で、各原料を配合し、実施例用の調光層形成材料を調製した。これらの調光層形成材料を
、１１．０μｍのガラスファイバー製スペーサーが塗布された２枚のＩＴＯ電極ガラス基
板に挟み込み、調光層形成材料を均一な溶液状態に保つように基板全体を温度調節し、４
０ mＷ／ cm2の紫外線を６０秒照射して、ラジカル重合性化合物を硬化させて、透明性高分
子物質及び液晶材料から成る厚さが約１１μｍの調光層を有する液晶デバイスを得た。
【０２０１】
得られた液晶デバイスの印加電圧と光透過率の関係の測定結果を、表２～表４にまとめて
示した。
【０２０２】
また、表５には、実施例２０で作製した液晶デバイスを、測定温度０℃、２５℃及び５０
℃で測定した結果を示した。
【０２０３】
＜比較例１＞
ラジカル重合性化合物として、ラジカル重合性２重結合間に側鎖を持たない１，６－ヘキ
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サンジオールジアクリレート（日本化薬社製の商品名「ＨＤＤＡ」）を用いた以外は、実
施例と同様にして液晶デバイスを製造し、実施例と同様に、評価を行ない、その結果を表
４に示した。
【０２０４】
＜比較例２＞
ラジカル重合性化合物として、ビスフェノールＡのエチレンオキサイド平均４モル付加物
のジアクリレート（東亜合成化学社製の商品名「Ｍ２１０」）を用いて実施例と同様にし
て液晶デバイスを製造し、実施例と同様に、評価を行ない、その結果を表４に示した。
【０２０５】
＜比較例３＞
ラジカル重合性化合物として、エピクロルヒドリン変性１，６－ヘキサンジオールジアク
リレート（日本化薬社製の商品名「Ｒ－１６７」）を用いて実施例と同様にして液晶デバ
イスを製造し、実施例と同様に、評価を行ない、その結果を表４に示した。
【０２０６】
＜比較例４＞
ラジカル重合性化合物として、３，３－ジメチロールヘプタンジアクリレート（第一工業
製薬社製の商品名「Ｃ９Ａ」）を用いて実施例と同様にして液晶デバイスを製造し、実施
例と同様に、評価を行ない、その結果を表４に示した。
【０２０７】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０２０８】
【表３】
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【０２０９】
【表４】

10

20

30

(33) JP 4029440 B2 2008.1.9



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０２１０】
表中、液晶材料「ＰＮ－００５」は、ロディック社製のネマチック液晶材料であり、「イ
ルガキュアー６５１」は、チバガイギー社製の２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセト
フェノンから成る光重合開始剤であり、「ＨＤＤＡ」は、日本化薬社製の１，６－ヘキサ
ンジオールジアクリレートであり、「Ｍ２１０」は、東亜合成化学社製のビスフェノール
Ａのエチレンオキサイド平均４モル付加物のジアクリレートであり、「Ｒ－１６７」は、
日本化薬社製のエピクロルヒドリン変性１，６－ヘキサンジオールジアクリレートであり
、「Ｃ９Ａ」は、第一工業製薬社製の３，３－ジメチロールヘプタンジアクリレートであ
る。
【０２１１】
＜実施例４１＞
実施例１９で製造した液晶デバイスを、製造１日後と８０℃１週間放置後に印加電圧と光
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透過率の関係を測定した結果、以下の通りであった。
【０２１２】
作製１日後
Ｖ 9 0  ＝１０．２Ｖ、Ｔ 0＝３．０、Ｔ 1 0 0＝８８．０
【０２１３】
８０℃（１週間後）
Ｖ 9 0  ＝９．９Ｖ、　Ｔ 0＝３．２、Ｔ 1 0 0＝８８．０
【０２１４】
＜比較例５＞
ラジカル重合性化合物として、３，３－ジメチロールヘプタンジアクリレート（第一工業
製薬社製の商品名「Ｃ９Ａ」）１２．２重量部及びラウリルアクリレート１３．０重量部
を用いた以外は、比較例４と同様にして、液晶デバイスを製造し、製造１日後と８０℃１
週間放置後に、印加電圧と光透過率の関係を測定した結果、以下の通りであった。
【０２１５】
製造１日後
Ｖ 9 0  ＝１４．６Ｖ、Ｔ 0＝１５．８、Ｔ 1 0 0＝８８．０
【０２１６】
８０℃（１週間後）
Ｖ 9 0  ＝１０．２Ｖ、Ｔ 0＝１２．２、Ｔ 1 0 0＝８７．５
【０２１７】
＜実施例４２＞
実施例２０で作製した液晶デバイスを、測定温度０℃、２５℃、５０℃で評価を行ない、
その結果を表５に示した。
【０２１８】
＜比較例６＞
【０２１９】
式
【０２２０】
【化２６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０２２１】
で表わされる透明液状の側鎖型ラジカル重合性化合物（Ａ－１９）を
【０２２２】
〈物性値〉
1Ｈ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 6.42(2H)、 6.10(2H)、 5.86(2H)、 5.64(2H)、 4.24(4H)、 3.71(4H)、
3.55(4H)、 2.33(4H)、 1.55(4H)、 1.3～ 1.24(32H)、 0.88(6H)
【０２２３】
1 3Ｃ－ＮＭＲ（溶媒　重クロロホルム）
δ： 173.7、 173.5、 165.5、 165.3、 131.5、 131.3、 128.4、 128.1、 81.2、
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70.63、 70.56、 70.22、 34.3、 29.6～ 29.0、 25.8、 24.9、 14.6
【０２２４】
ＩＲ（ＫＢｒ）
cm- 1： 2925、 2854、 1742、 1652～ 1620、 1176、 807.9
【０２２５】
元素分析：Ｃ＝ 66.22％（ 66.49％）、Ｈ＝ 10.32％（ 10.19）
【０２２６】
、実施例１９～４０と同様にして、液晶デバイスを製造し、実施例４２と同じ３種類の測
定温度で評価を行ない、その結果を表５に示した。
【０２２７】
【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０２２８】
【発明の効果】
本発明の側鎖型ラジカル重合性化合物は、液晶材料と透明性高分子物質から成る調光層を
有する液晶デバイスの透明性高分子物質の構成材料として用いた場合、偏光板が不要で、
表示画面が明るく、高急峻性、高コントラストで、かつ１０Ｖ rms以下という低電圧駆動
が可能で、  かつ、温度による特性変化が小さい大面積薄型液晶デバイスを製造すること
ができる。さらに、高抵抗であるため、電圧保持率を向上させることができ、画面のちら
つきをなくすことができる。
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